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1. まえがき  
 光触媒は光が当たることで大気浄化，浄水，

抗菌等の効果を発揮する機能材料である(1). 代
表的な光触媒である二酸化チタン(TiO2)は紫

外光照射下でのみ強力な酸化分解作用を示す．

そこで，TiO2の可視光応答化を試みた.  
 先行研究では TiO2 に金属を付着させる金

属担持と呼ばれる手法により TiO2/CuxO/Cu 
光触媒(2)(3)を作製している. 本研究では TiO2 
をスピンコート法により銅基板上へと塗布し

た. 塗布した TiO2 にポリエチレングリコー

ル(PEG)を混ぜることで，TiO2の適切な分散を

狙った. TiO2/CuxO/Cu 光触媒を作製するた

めに，TiO2 塗布後の基板表面に紫外光を照射

しTiO2 の作用により銅を酸化させる光触媒

酸化法(1)，デシケーター内に保管し自然の作用

により酸化させる自然酸化法の2つの手法を行

った. 作製した触媒は紫外可視分光光度計に

よる光吸収特性の測定及びホルムアルデヒド

除去性能試験を行い，可視光照射下での性能を

評価した.  
 
2. 実験方法および測定方法 
2.1 TiO2混濁液の作製 

TiO2（ST-01，石原産業）とエタノール（鹿

1級，関東化学株式会社），ポリエチレングリ

コール（PEG2000，和光純薬工業株式会社）

を重量比2：2：1で混濁した溶液Aを作製した.

また， TiO2とエタノールを重量比1：1で混濁

した溶液Bを作製した. 

2.2 基板上への二酸化チタン膜の塗布 
 Fig. 1にスピンコート法による銅基板上への

二酸化チタン膜作製の概要 図を示す .  
25mm×25mm×1. 1mmのテンパックスガラス

上に銅テープを貼り付け銅基板とした. この

基板をスピンコート装置に固定し，2.1節に示

す方法で作製した溶液A及びBを0. 20ml滴下

し，1800rpmで30秒間回転させ，乾燥させた

ものを TiO2薄膜基板を試料とした. 

 
Fig. 1 スピンコート法による塗布の様子 

 
(a) 光触媒酸化法   (b) 自然酸化法 
Fig. 2  TiO2/CuxO/Cu構造の作製方法 

 
2.3 TiO2/CuxO/Cu構造を持つ光触媒の作製 
 Fig.2にTiO2薄膜基板を酸化する方法の概要

図を示す. 2.2節に示す方法で作製した光触媒

基板に対し，光触媒酸化法と自然酸化法の2種
類の方法により銅を酸化させ，TiO2/CuxO/Cu
構造を作製した. TiO2薄膜基板に対し，光触媒

酸化法では触媒表面に紫外線ランプ（GL-10，
三菱電機）を用いて10日間紫外光を照射した. 
触媒表面と紫外線ランプの距離は5mmとした. 
自然酸化法ではTiO2薄膜基板をデシケーター

内に10日間保管した. デシケーター内の温度

は24℃程度，湿度は26％程度である.  
 
2.4 作製した光触媒の性能評価 
2.4.1 光吸収特性の測定 
 光触媒基板の光吸収特性について，基板作製

当日及び酸化処理10日後のものを紫外可視分

光光度計（UV-2600，SHIMADZU）により測

定した.  
2.4.2 HCHO除去性能評価試験 
 HCHO除去性能評価試験概要図をFig.3に，

試験条件をTable1に示す．JIS R 1701-4の光
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触媒材料の空気浄化性能試験方法を基に光触

媒基板のHCHO除去性能評価試験を行った．

光触媒に可視光を照射する前後のHCHO濃度

を測定し，その変化からHCHO除去率を計算

して評価指標とした．HCHO濃度測定にはホ

ルムアルデヒド検知器(C-XP-308B，新コスモ

ス 電 機 ) ， 光 源 に は LED 直 管 ラ ン プ 
(LDG20T・N・5/9，IRIS OHYAMA)を用いた． 
3. 実験結果 

3.1 光吸収特性測定の結果 
Fig.4，Fig.5 に光吸収特性の測定結果を示す．

両図より、酸化処理に伴い光触媒基板の反射

率が低下していることがわかる. また、自然

酸化法より光触媒酸化法で作製した触媒の方

が PEG あり，PEG なしの両方において

600-800 nmの波長領域における反射率の低下

が大きいことがわかる. さらに，PEG なしよ

り PEG ありの方が反射率の低下が大きい．こ

れは PEG ありの方が TiO2を分散でき，銅の酸

化処理を促進し，基板表面が黒ずんだことで

光を吸収しやすくなったと考えられる. 
3.2 HCHO 除去性能評価 
 Table2にHCHO除去性能評価試験の結果を

示す．この表より、光触媒酸化法で作製した

触媒は紫外線照射を 10 日間行うことで可視

光応答化し，HCHO を除去していることがわ

かる．一方，自然酸化法で作製した触媒は

HCHO 除去をしていないことがわかる． 
 
4. まとめ 

 本研究では，銅担持による二酸化チタンの

可視光応答化について触媒作製及びその性能

調査を行った. TiO2 を銅板に塗布し光触媒酸

化法及び自然酸化法によって銅担持を行った. 
その結果，光触媒酸化法のみ可視光応答性を

示した．また，TiO2に PEG を混ぜた触媒の方

がHCHOをより除去した．これはPEGがTiO2

の作用により分解され，触媒表面が多孔質状

になったと考えられる． 
今後の方針として，触媒作製時の条件や触

媒の組成，表面構造を調査し，可視光応答の

向上を目指す. 
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